
 

 

 

 

 

 

 

 

 ＯＤＦ解析の前処理、後処理 
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１．概要 

 ＯＤＦ解析は、材料の異方性を調べる為に行われる。結果として、複数の結晶方位の定量を目指す。 

   従来、極点図や逆極点図、ＯＤＦ図で表現されていたが、各々の最大値と主方位は一致しないケースも 

   あり、結晶方位の定量が重要になっている。しかし、正確な定量を行うためには、ＯＤＦの入力極点図 

   の測定や処理も重要である。ＯＤＦ解析したＥｒｒｏｒ評価から、測定、処理の評価を行いながら、 

   ＯＤＦ結果から得られる情報を吟味してみます。各 ODFの操作法は含みません。 

 

２．測定、 

 一般的な光学系は、Ｓｃｈｕｌｚの反射法である。この光学系の特徴は極点図の広い範囲の測定が 

   可能であり、試料サイズが大きければ、試料を揺動しながら測定が可能で、大結晶粒の測定も可能になる。 

 ２．１ 予備測定 

 40kV-50mA Ni-Filter DS:1/2 SS:1/2 RS:0.3mm sampling：0.02deg 10deg./min 

  

２．２ 粒径確認を最大強度２θ角度でθ-scan(ロッキングカーブ)測定 

 40kV-50mA Ni-Filter DS:1/2 SchulzSlit SS,RS:open  sampling：0.02deg 5deg./min 

 

   

 

  粒径が大きいことが確認されたので、γ揺動しながらの極点測定が必要 
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  ２．３ 測定２θ位置の決定 

  

 

  極点図測定 ２θ位置    B1  B2 

  ｛１１１｝  38.587  35.587  41.587 

  ｛２００｝  44.848  41.848  47.848 

  ｛２２０｝ 65.222  62.222  68.222 

  バックグランド２θ位置は、Ｃｕｂｉｃの場合ピーク角度±３ｄｅｇとする。 

 

２．４ モノクロメータ 

  通常使用しない。 

  使用する場合、平板モノクロメータとする。 

  ｒａｎｄｏｍ試料を用いてデータの検証を行う。 

  理論曲線と符合しない場合、モノクロメータは使用しない 

 

  ２．５ ｒａｎｄｏｍ試料測定 

 無配向材料による極点測定を行い、光学系の補正を行う。 

    主に、ｄｅｆｏｃｕｓの補正である。補正量は、測定２θ角度と受光スリットに依存するので、 

 測定試料と同じ材料、或いは同じ粉末試料、或いは同一２θ位置に回折線がある材料で行う。 

 補正を行う極点図測定と同一条件で測定を行う。 

 

  

 



 ２．６ 測定データ 

 極点図を測定する場合、ファイル名の先頭は指数とし、試料別のホルダとする。 

    Sampleと defocusを測定した場合 

  

 

    ２．６．１ ｄｅｆｏｃｕｓ測定 

     ｒａｎｄｏｍ試料であれば、1/4極点図で十分。 

  α、β共、５度間隔で測定する。 

  バックグランド測定時間は、ピーク測定時間の５倍程度とする。 

   40kV-50mA Ni-Filter DS:1/2deg. SchulzSlit SS,RS:7mm βspeed360 back60 

  

  

 

 ２．６．２ ピーク極点測定 

  α、β共、５度間隔で測定する。 

  バックグランド測定時間は、ピーク測定時間の５倍程度とする。 

   40kV-50mA Ni-Filter DS:1/2deg. SchulzSlit SS,RS:7mm βspeed180 back50 

 

  

 

 



３． データ処理 

 極点のデータ処理としては、平滑化、RD補正、バックグランド削除、吸収補正、defocus補正 

    データの規格化がある。 

    ｒａｎｄｏｍ試料による defocus補正ファイルを作成し、ｓａｍｐｌｅ補正を行う。 

 ｄｅｆｏｃｕｓ補正ファイルは毎回作成するのではなく、一連の解析に共通で使う。 

 以降、データ処理として、ODFPoleFigure2ソフトウエアを使用する。 

    

   ３．１ ｒａｎｄｏｍ試料によるｄｅｆｏｃｕｓファイルの作成 

   Defocusファイル作成の場合、バックグランド削除と規格化を行う。 

   ３．１．１ 複数の測定 ASCデータを指定 

  

  

 ３．１．２ バックグランドプロファイルの確認（BGMode Defcous） 

  

   

  極点図の外周付近ではピーク強度の広がりの影響を受けやすい。 

  BMMode Defocusによる Auto曲線で削除を行う。 

 



 ３．１．３ ｒａｎｄｏｍ試料のバックグランド削除処理 

  

 

 処理結果極点図、強度の疑似規格化が行われている。 

  

 

 処理結果ファイル 

  

 ファイル名ｃｈ以降の意味 

  Ｆ  極点図β方向の拡張 

  Ｂ０２ バックグランドＢ１，Ｂ２による defocusモード補正処理 

  S   強度の疑似規格化が行われている 

 

 



 ３．１．４ ｄｅｆｏｃｕｓファイルの作成 

  ３．１．３で作成した処理結果ファイルを defocusファイルに登録する。 

 

  

   

  Defocusファイル名が表示される。 

  TextDispで登録されたデータが表示される。 

  

  

   

 登録されているデータの先頭の指数で処理する極点図を決定している。 

  

 Defocusファイルが登録されている状態で、新たに defocusファイルを登録する場合、 

 Defocusファイルが表示されている前のファイル選択で画面を取り消しする。 

 



 ３．２ サンプルデータ処理 

  複数の極点図を同時選択、バックグランド確認、RD補正確認、平滑化確認を行う。 

  

 ３．２．１ バックグランド確認 

  極点図の選択は Previousと Nextで行い、Dispでバックグランドを確認する。 

 

  

  

  問題があれば修正する。 



 ３．２．２ ＲＤ補正の確認 

   

  極点図を Previousと Nextで選択して Dispで極点図の回転を確認する。 

  

 最大強度のβ角度が、０，４５，９０など分かり易い角度の極点図を選択して極点図が回転しているか 

 確認する。補正する場合、補正角度を入力して Dispで確認する。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３．２．３ 平滑化の確認 

  結晶粒が荒い場合、極点図のピークが割れる事がある。 

  このような場合、平滑化でピークが割れないように平滑化を行う。 

 Cycleと Pointsで平滑化を指定する。 

 

 

 



 ３．２．３ Ｄｅｆｏｃｕｓの確認 

  ｄｅｆｏｃｕｓモードを選択、ｄｅｆｏｃｕｓファイルを指定 

 ,

 Previousと Nextで{111}を選択で Profile 

   

 Previousと Nextで{200}を選択で Profile 

   

 Previousと Nextで{220}を選択で Profile 

   

 

測定２θ角度が低いほど、補正量

が大きい事が分かる 



 ３．２．４ 全ての補正を一括で行う 

  処理する項目を選択して Calc 

 

 

処理結果 

  

  

  R0は RD補正角度０、B02は B1,B2による defocusモードのバックグランド 

  D1は defocusファイル指定、A24は平滑化２－４ 

  Sは疑似規格化 

 



 ３．３ ＯＤＦファイルの作成 

  Calcの終了により、Exit&ODF, ODFの選択で、ODFで PFtoODF3にデータが渡される。 

   

 

 PFtoODF3の Optionで対象 ODFを選択する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



４． ＯＤＦ解析 

 ４．１ ＬａｂｏＴｅｘの場合 

    Materialで Aluminumを選択、Epf file save 

 

  

  

 

   

 

 ファイルが作成される。 

  

 

 



 ４．１．１ ＬａｂｏＴｅｘでデータ読み込み 

  

 ４．１．２ ＯＤＦ解析 

   

 

  Ｒｐ％が十分に下がっている事を確認する。下がらなければ、入力極点図に問題があります。 

 

   



 ４．１．３ 入力極点図と再計算極点図の比較 

  ＯＤＦから極点図データをＥｘｐｏｒｔし、ＶａｌｕｅＯＤＦで評価 

   

  {111},{200},{220}の Rp%はそれぞれ、3.5%,2.0%,1.4%と非常に低い 

  測定、補正は正常である事が分かります。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ４．１．４ Ｄｅｆｏｃｕｓ補正を行わない場合の極点図比較 

  

  Defocus処理処理を行わないとファイル名に Dがありません。 

  Rp% 4.3-－＞12.83 

   

  Rp%は{111} 3.5%-->7.9%  {200} 2.0%-->9.2% {220} 1.4%-->8.4%と低下する。 



 ４．２ ＳｔａｎｄａｒｄＯＤＦの場合 

   

  入力ホルダに StandardODF ホルダが作成され、データが作成される。 

   

  又、C:¥ODF¥PDFDATA ホルダ以下にも作成される。 

   

 

 

 

 



 ４．２．１ データ読み込み 

  

  

StandardODFがインストールされている C:¥ODF以下も解析結果が作成される。 

 

 

 

 



４．２．２ 作成された結果ファイルのＥｘｐｏｒｔ 

ODFPoleFigure2->ToolKit->StandardODFToolsTools->StandardODFExportInport 

 

Export先を指定して、Copyする。 

  

  

  

 Ｅｘｐｏｒｔすれば、ＳｔａｎｄａｒｄＯＤＦのＯＤＦＰＬＯＴで結果を表示出来ます。 

 



４．２．３ 解析結果の評価 

 

 Ｒｐ％が少なく、良好な解析結果である事が分かります。 

PrintDisplayの Printで印刷できます。 

 

 


